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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水、研磨剤粉末としてのアルミナを１～３０質量％、有機ホスホン酸系キレート性化合
物を０．０１～５質量％、および有機酸と有機酸塩とを含む研磨促進剤を０．０１～１０
質量％含有することを特徴とする磁気ディスク研磨用組成物。
【請求項２】
　前記有機ホスホン酸系キレート性化合物は、ジエチレントリアミンペンタメチレンホス
ホン酸、ホスホノブタントリカルボン酸、ホスホノヒドロキシ酢酸、ヒドロキシエチルジ
メチレンホスホン酸、アミノトリスメチレンホスホン酸、ヒドロキシエタンジホスホン酸
、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、ヘキサメチレンジアミンテトラメチレン
ホスホン酸、及びこれらの塩よりなる群から選択される少なくとも一種である請求項１に
記載の磁気ディスク研磨用組成物。
【請求項３】
　前記有機酸は、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、またはグルコン酸である請求項１または２
に記載の磁気ディスク研磨用組成物。
【請求項４】
　前記有機酸塩は、有機酸のアルカリ金属塩、またはアンモニウム塩である請求項１～３
のいずれかに記載の磁気ディスク研磨用組成物。
【請求項５】
　研磨用組成物全体に占める有機酸の比率が０．００３質量％以上である請求項１～４の
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いずれかに記載の磁気ディスク研磨用組成物。
【請求項６】
　ｐＨ値は２～６である請求項１～５のいずれかに記載の磁気ディスク研磨用組成物。
【請求項７】
　Ｎｉ－Ｐメッキされているアルミニウム磁気ディスク面の研磨に使用されるものである
請求項１～６のいずれかに記載の磁気ディスク研磨用組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の研磨用組成物を用いて磁気ディスク面を研磨する磁気
ディスク研磨方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の研磨方法を用いて研磨する工程を含む磁気ディスク基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金属、プラスチック、ガラス等を精密研磨仕上げするのに用いられる研磨用組
成物に関し、詳細にはコンピューターのハードディスクドライブに組み込まれる磁気ディ
スクの研磨用組成物に関するものである。本発明の研磨用組成物を用いれば、Ｎｉ－Ｐ等
がメッキされているアルミニウム磁気ディスク基板面を研磨するに当たり、速い研磨速度
で、しかも表面欠陥のない高品質の鏡面仕上げ面が得られる点で非常に有用である。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、研磨速度が速く、しかも高品質の表面が得られるアルミニウム磁気ディスク面
研磨用研磨用組成物が種々提案されている。
【０００３】
例えば、研磨速度を高く維持しつつ、しかもピット、突起、スクラッチ等の表面欠陥のな
い高品質な研磨面を得る為の組成物として、グルコン酸や乳酸、これらの金属塩からなる
研磨促進剤を含む組成物（特開平２－８４４８５）；モリブデン酸塩及びアルミニウム塩
の研磨促進剤を含む組成物（特開平５－３１１１５３）；ベーマイトと、ポリアミン系キ
レート化合物またはポリアミノカルボン酸系キレート化合物を含む組成物（特開平１１－
９２７４９）等が開示されている。
【０００４】
一方、急速に発展するコンピューターのハード分野では、ハードディスクドライブでの磁
気ヘッドと磁気ディスクの間隙（所謂フライングハイト）を狭くすれば記録密度を一層高
めることができるという実情を反映して、今までよりも更に高品質な仕上げ面を有するデ
ィスクの提供が切望されている。記録密度を高くする為には、ディスクの平面度や平坦度
が良好で、しかも面粗さ（Ｒａ）が小さく、ピットや突起、スクラッチ、更にディスク外
周端部に生じる縁ダレがない等の特性を有することが必要である。なかでもＲａ：約１５
Ａ以下が要求される高品質の研磨面においては、従来では許容されていた極微小ピットや
突起であっても、所望の特性を得るには問題となることから、こうした要求特性にも満足
し得る高品質仕上げ可能な研磨用組成物の提供が切望されている。しかしながら、前記組
成物を含め、従来の研磨用組成物では、この様な高度の要求特性を満足するには未だ不充
分であった。
【０００５】
【本発明が解決しようとする課題】
本発明は上記事情に着目してなされたものであり、その目的は、高い研磨速度を維持しつ
つ、しかも表面欠陥のない高品質な研磨面が得られる研磨用組成物を提供することにある
。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決し得た本発明の研磨用組成物は、水、研磨剤粉末、及び有機ホスホン酸系
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キレート性化合物を含有するところに要旨を有するものである。
【０００７】
ここで、上記有機ホスホン酸系キレート性化合物が、ジエチレントリアミンペンタメチレ
ンホスホン酸、ホスホノブタントリカルボン酸、ホスホノヒドロキシ酢酸、ヒドロキシエ
チルジメチレンホスホン酸、アミノトリスメチレンホスホン酸、ヒドロキシエタンジホス
ホン酸、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、ヘキサメチレンジアミンテトラメ
チレンホスホン酸、及びこれらの塩よりなる群から選択される少なくとも一種であるもの
；研磨用組成物全体に占める有機ホスホン酸系キレート性化合物の比率が合計で０．０１
～５質量％であるものは本発明の好ましい態様である。
【０００８】
また、上記研磨剤粉末としてはアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア等が使用される
が、特にアルミナの使用が推奨される。
【０００９】
本発明の研磨用組成物には、更に研磨促進剤を含有することが好ましい。ここで、上記研
磨促進剤が、有機酸またはその塩、及び無機酸塩よりなる群から選択される少なくとも一
種であるもの；研磨用組成物全体に占める研磨促進剤の比率は合計で０．０１～１０質量
％であるものは本発明の好ましい態様である。
【００１０】
また、上記研磨促進剤のうち有機酸としては、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、またはグルコ
ン酸が好ましい。
【００１１】
更に、上記研磨用組成物を用いて磁気ディスク面を研磨する研磨方法も本発明の範囲内に
包含される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明者らは、高い研磨速度を維持しつつ、しかも表面欠陥のない高品質な研磨面であっ
て、近年における高度の要求特性をも満足し得る研磨用組成物を提供すべく鋭意検討して
きた。その結果、研磨用組成物中に有機ホスホン酸系キレート性化合物を含有するものは
所期の目的を達成し得ることを見出し、本発明を完成した。
【００１３】
即ち、本発明の研磨用組成物は、水、研磨剤粉末、及び有機ホスホン酸系キレート性化合
物を含有するものであるが、このうち有機ホスホン酸系キレート性化合物を使用したとこ
ろに本発明の最重要ポイントが存在する。本発明者らの検討結果によれば、上記キレート
性化合物は酸性度が高く、併用する研磨促進剤（後記する）と相俟ってディスク表面のＮ
ｉ－Ｐメッキ層等に作用して研磨効果を著しく高めると同時に、形成された研磨屑のＮｉ
イオンと錯体化し、所謂キレート効果により、ディスク面への研磨屑（ＮｉＰ）の再付着
（突起として観察される）を防止する効果も奏する。従って、有機ホスホン酸系キレート
性化合物を用いれば、有害な研磨屑を研磨液と共に速やかに排出するというメリットも得
られる。
【００１４】
本発明に用いられる有機ホスホン酸系キレート性化合物としては、ジエチレントリアミン
ペンタメチレンホスホン酸、ホスホノブタントリカルボン酸（以下「ＰＢＴＣ」と略記す
る）、ホスホノヒドロキシ酢酸、ヒドロキシエチルジメチレンホスホン酸、アミノトリス
メチレンホスホン酸（以下、「ＮＴＭＰ」と略記する）、ヒドロキシエタンジホスホン酸
（以下、「ＨＥＤＰ」と略記する）、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、ヘキ
サメチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸等が挙げられる。本発明では、これらの塩
類も用いられ、例えばアルカリ金属塩（ナトリウム塩、カリウム塩等）、アンモニウム塩
、有機アミン塩（モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルア
ミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン等のアルキルアミン類；モノエタノールアミン
、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジメチル
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エタノールアミン等のアルカノールアミン類；ピリジン等）等を使用することができる。
これらの有機ホスホン酸系キレート性化合物は、単独で使用しても良いし、或いは２種以
上併用しても構わない。
【００１５】
研磨用組成物全体に占める有機ホスホン酸系キレート性化合物の比率は合計で０．０１～
５質量％の範囲であることが好ましい。０．０１質量％未満では、研磨速度向上効果が得
られない。より好ましくは０．０５質量％以上である。但し、５質量％を超えるとピット
、突起等の表面欠陥が発生する。より好ましくは２質量％以下である。
【００１６】
また、本発明に用いられる研磨剤粉末はアルミナが好ましい。上記アルミナは結晶系に関
係なく、α－アルミナ、θ－アルミナ、γ－アルミナ等を用いることができるが、なかで
も研磨速度の高いα－アルミナの使用が推奨される。また、アルミナの粒子径は、平均粒
子径で０．０２～５μｍの範囲であることが好ましく、要求される面粗差等に応じて所望
の粒径のものを適宜選択することができる。研磨用組成物全体に占めるアルミナの比率は
１～３０質量％であることが好ましい。より好ましくは３質量％以上、２０質量％以下で
ある。
【００１７】
以上が本発明の研磨用組成物を構成する基本成分であるが、本発明では、更に研磨効果を
高める目的で、研磨促進剤を含有しても良い。本発明に用いられる研磨促進剤としては、
有機酸またはその塩、及び無機酸塩よりなる群から選択される少なくとも一種であること
が好ましい。
【００１８】
このうち有機酸としては、飽和脂肪族カルボン酸（乳酸等）、飽和脂肪族ジカルボン酸（
マロン酸、コハク酸、アジピン酸、リンゴ酸、酒石酸等）、飽和脂肪族トリカルボン酸（
クエン酸等）、不飽和脂肪族ジカルボン酸（フマル酸等）、アミノ酸（グリシン、アスパ
ラギン酸等）、グルコン酸、ヘプトグルコン酸、イミノ二酢酸が挙げられ；有機酸塩とし
ては、上記有機酸のアルカリ金属塩（カリウム塩、ナトリウム塩等）、アンモニウム塩等
が挙げられる。これらは単独で使用しても良いし、２種以上を併用しても構わない。また
、無機酸塩としては、硫酸塩（硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸ニッケル、硫酸
アルミニウム、硫酸アンモニウム等）、硝酸塩（硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム、硝酸
アンモニウム、硝酸第二鉄等）、塩化アルミニム、スルファミン酸ニッケル等が挙げられ
る。これらは単独で使用しても良いし、２種以上を併用しても構わない。また、上記有機
酸またはその塩、無機酸塩についても、夫々単独で使用しても良いし、或いは２種以上を
併用しても構わない。従って、例えば上記有機酸若しくはその塩、または無機酸塩を夫々
単独で使用しても良いし、或いはこれらを２種以上組合せて使用する態様も本発明の範囲
内に包含される。このうち最も好ましい研磨特性が得られるのは、有機酸と有機酸塩の組
合わせである。
【００１９】
尚、研磨用組成物全体に占める研磨促進剤の比率は合計で０．０１～１０質量％であるこ
とが好ましい。０．０１質量％未満では、研磨促進剤としての効果に乏しい。より好まし
くは０．０３質量％以上である。但し、１０質量％を超えるとピットや突起等が発生し、
研磨面の品質が低下する他、研磨剤溶液の粘性が高くなり過ぎたり、アルミナ粒子の凝集
が発生する等、液性にも悪影響を及ぼす様になる。より好ましくは５質量％以下である。
【００２０】
尚、研磨促進剤として、少なくとも有機酸を含む混合形態（有機酸と有機酸塩、有機酸と
無機酸塩、有機酸と有機酸塩と無機酸塩）の場合は、研磨用組成物全体に占める有機酸の
比率は０．００３質量％以上であることが好ましい。
【００２１】
更に本発明の研磨用組成物中には、必要に応じて、研磨用組成物に通常含まれる成分を含
有しても良く、例えば、添加剤としてアルミナゾル、界面活性剤、洗浄剤、防錆剤、防腐
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とができる。
【００２２】
尚、上述した本発明の研磨用組成物を構成する種々の成分濃度はハードディスク基板を研
磨するときの好ましい濃度である。従って、本発明組成物の調製時には、上記濃度より濃
厚な組成物を調製し、使用に際して上記濃度の範囲内に薄めて使用することもできる。
【００２３】
また、本発明の研磨用組成物のｐＨ値は２～６の範囲が好ましい。
【００２４】
以下実施例に基づいて本発明を詳述する。但し、下記実施例は、本発明を制限するもので
はなく、前・後記の趣旨を逸脱しない範囲で変更実施することは全て本発明の技術範囲に
包含される。
【００２５】
【実施例】
以下の要領で研磨用組成物を調製した後、研磨特性を評価した。
【００２６】
１．研磨用組成物の調製
まず、焼成炉にて水酸化アルミニウムを大気中で約１２００℃に加熱処理することにより
αアルミナを得た。このαアルミナを粉砕し、湿式分級して平均粒度０．６，０．７及び
１．０μｍの各種アルミナ試料を調製した。
【００２７】
次に、表１及び表２の成分組成になる様、水、上記アルミナ、研磨促進剤、及び必要に応
じて有機ホスホン酸系キレート性化合物を配合した後、混合し、各種研磨剤を得た。得ら
れた研磨剤を以下の研磨条件に供した。
【００２８】
２．研磨条件
被研磨ワークとして、Ｎｉ－Ｐメッキした３．５インチアルミディスクを用い、下記条件
で研磨試験を実施し、ディスク評価を行った。
【００２９】
▲１▼研磨試験条件
研磨試験機　　　９Ｂ両面研磨機［システム精工（株）製］
研磨パッド　　　ポリテックスＤＧ
定盤回転数　　　上定盤２８ｒｐｍ、下定盤４５ｒｐｍ、Ｓｕｎギヤ８ｒｐｍ
スラリー供給量　１００ｍｌ／ｍｉｎ
加工時間　　　　５ｍｉｎ
加工圧力　　　　８０ｇ／ｃｍ2

▲２▼ディスクの評価方法
研磨速度算出法　　　研磨前後のディスクの減少重量より算出。
【００３０】
研磨面品質評価法　　ピット、突起、スクラッチを顕微鏡観察により計数した。このうち
ピット及び突起は、ディスク５枚の表裏を十文字に観察した視野（×５０倍）中の個数を
、また、スクラッチはディスク１枚の表裏を十文字に観察した視野（×１００倍）中の個
数を夫々係数した。
【００３１】
これらの結果を表１及び表２に併記する。
【００３２】
【表１】
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【表２】
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【００３４】
まず、表１は本発明の要件を満足する実施例１～１５の結果を示したものであるが、いず
れも研磨速度が速くなり、しかも表面性状に優れた研磨面が得られることが分かる。これ
に対し、表２に示す如く、有機ホスホン酸系キレート性化合物を含有しない比較例１～９
は、いずれも研磨速度が遅く、表面性状にも劣るものであった。
【００３５】
【発明の効果】
本発明の研磨用組成物は上記の様に構成されているので、研磨速度が速く、しかも表面欠
陥のない高品質な鏡面仕上げ面を得ることができる点で非常に有用である。
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